[bookmark: OLE_LINK37]高真空镀膜仪购置技术参数
1．溅射电流：15－150mA，可调；
2．溅射时间：1－1800秒，可调；
3．碳丝蒸发镀膜：四碳丝，具备闪光式和脉冲式二种蒸发模式，在使用时可任意选择； 
4.须同时配置金属溅射镀膜和碳丝蒸发镀膜，可在不破真空情况下，实现同一样品连续金属镀膜和碳膜；
5.带有石英膜厚监控器，实现镀膜厚度的精确控制，控制精度≥0.2nm；
6.带有氩气灌洗功能，以去除管路中残留气体，保证样品室内无污染；
7.带有预溅射功能，金属靶带有挡板保护；
8.样品室内径：≥宽195 × 深145 × 高190 mm；
9.样品台：旋转样品台，可实现3轴（旋转/角度/高度）调节；
10.样品台角度：+/-60°可调；
11.工作距离调节范围：30-100mm；
12.工作台尺寸：标准工作台直径≥102mm，可插入SEM样品座≥20个；
13.全无油真空系统：隔膜泵×1+分子泵(抽真空速率：67L/s)×1；
14.最优真空度：≤2x10-6mbar；
15.样品室舱门、样品室内壁金属保护罩、镀膜挡板、靶材、样品台都可简易拆卸，清洁。
16.工作流联用：软件支持存储样品台姿态参数（旋转角度、倾斜角度、坐标位置），匹配显微镜预选感兴趣区域，支持定位显微镜中标记的位置，支持SEM系统专用数据文件格式；自动识别设备型号/拍照时间/放大倍率/照片尺寸等参数；自动提取二轴标定数据、自动加载标尺、自动标尺切换。支持调入图像直接进入分析，实现光学预定位→镀膜→SEM 精准复现观测位置。
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